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EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wo1

Ma wiedze w zakresie fizyki, obejmujgcg mechanike,
termodynamike, optyke, elektrycznos¢ i magnetyzm, w
tym wiedze niezbedng do zrozumienia podstawowych
zjawisk fizycznych z obszaru informatyki przemystowe;.

IP1_W02

w02

Ma elementarng wiedze w zakresie materiatow stosowa-
nych w budowie maszyn, zwtaszcza urzadzen przemy-
stowych.

IP1_WO03

W03

Zna i rozumie procesy konstruowania elementow ma-
szyn iurzgdzen, zna i rozumie zagadnienia z zakresu
budowy, dziatania i sposobu eksploatacji urzadzen i
systemow stosowanych w procesach przemystowych.

IP1_WO05

W04

Ma elementarng wiedze w zakresie metrologii, zna
i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkosci me-
chanicznych i elektrycznych, zna zasady przeprowadza-
nia i opracowania wynikéw pomiaréw fizycznych, rodza-
jéw niepewnosci pomiarowych i sposobdw ich wyzna-
czania, zna metody obliczeniowe i narzedzia informa-
tyczne niezbedne do analizy wynikow eksperymentu.

IP1_W10

W05

Ma uporzgdkowang wiedze w zakresie budowy, stero-
wania i zastosowania elementow i uktadéw przemysto-
wych.

IP1_W18

W06

Orientuje sie w obecnym stanie oraz najnowszych tren-
dach rozwojowych informatyki przemystowej, zna typowe
technologie stosowane w rozwigzywaniu zadan inzynier-
skich z zakresu informatyki przemystowej oraz funda-
mentalne dylematy wspétczesnej cywilizacji.

IP1_W20

wo7

Ma uporzadkowang podstawowg wiedze w zakresie
budowy i zastosowania robotéw, w szczegolnosci robo-
téw przemystowych.

IP1_W22

Umiejetnosci

uo1

Potrafi opracowa¢ dokumentacje dotyczaca realizaciji
zadania inzynierskiego z obszaru informatyki przemy-
stowej i przygotowac tekst zawierajgcy omowienie wyni-
kéw realizacji tego zadania.

IP1_U03

uo2

Potrafi wykorzysta¢ metody analityczne, numeryczne,
symulacyjne do formutowania i rozwigzywania zadanh
inzynierskich z obszaru informatyki przemystowej, potrafi
planowac i przeprowadza¢ eksperymenty, odpowiednio
zinterpretowa¢ uzyskane wyniki i wycigga¢ wnioski.

IP1_U07

uo3

Potrafi wykorzystaé poznany aparat matematyczny do
opisu i analizy podstawowych zagadnieh fizycznych i
technicznych, potrafi wykorzystywa¢ metody matematyki
dyskretnej do opisu i analizy obiektow skornczonych wy-
stepujacych w zagadnieniach fizycznych i technicznych.

IP1_U08

uo4

Potrafi odpowiednio stosowaé zasady BHP oraz rozumie
znaczenie sytemu zarzgdzania BHP; potrafi znalez¢
swoje miejsce w srodowisku przemystowym, spetniajgc
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, potrafi zorgani-
zowac sobie oraz zespotowi prace w sposdb efektywny
i bezpieczny.

IP1_U31

Kompetencje
spoteczne

K01

Ma swiadomos¢ znaczenia i rozumie pozatechniczne
aspekty i skutki dziatalnosci inzyniera informatyka prze-
mystowego, w aspekcie oddziatywania na $Srodowisko
i odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje.

IP1_K02




Ma s$wiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wiasng
oraz gotowosc¢ podporzadkowania sie zasadom pracy
w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za wspdlnie
realizowane zadania.

K02 IP1_KO04

Ma swiadomosc¢ roli spotecznej absolwenta uczelni tech-
nicznej i rozumie potrzebe przekazywania opinii publicz-
nej w sposéb zrozumiaty informacji dotyczacych osig-
KO3 | gnie¢ techniki i innych aspektéow dziatalnosci inzyniera
zwigzanych z kierunkiem studiéw informatyka przemy-
stfowa oraz inicjowania dziatan na rzecz interesu pu-
blicznego.

IP1_KO06

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

1. Nanotechnologia w przemysle wczoraj i dzis. Rozwdj aparatury.

2. Zastosowanie i obszary badawcze nanotechnologii w przemysle.

3. Procesy zachodzgce w przyrodzie w skali ,nano”.

4.Zagadnienia nanotechnologii:
a) obserwacja struktur,
b) budowa i dziatanie aparatury pomiarowe;j,
¢) wiasciwosci nanomateriatéw,
d) wytwarzanie nanostruktur,
e) budowa i rodzaje urzgdzen w skali nano.

5. Korzysci i zagrozenia wynikajace z zastosowania nanotechnologii w przemysle.

6. Sposoby wytwarzania nanomateriatéw.

7. Metody otrzymywania nanoproszkéw i nanokompozytdéw: ziarnistych, warstwo-
wych, wtdknistych, zero wymiarowych, jednowymiarowych i tréjwymiarowych.

8. Podstawowe wiasciwosci nanomateriatow.

a) Zapoznanie sie z budowg, zasadami dziatania urzgdzeh i procesami wytwarza-
nia warstw wierzchnich i powtok (implantacjg jonowa, fizycznym osadzaniem z
fazy gazowej PVD, chemicznym osadzaniem z fazy gazowej CVD, osadzaniem
warstw atomowych ALD).

9. Wtasciwosci, otrzymywanie i przyktady zastosowan w technice - nanostruktur we-
glowych.

10.Rozwdj nanotechnologii przemystowej w Polsce i na Swiecie.

laboratorium

. Modelowanie nanostruktur.

. Dobér technik wytwarzania w zaleznosci od funkcji eksploatacyjnej.

. Dobér parametréw wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg PVD.

. Fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD.

Dobér parametréw wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg CVD.

. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej CVD.

. Dobér parametréw wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg PACVD.

. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmg PACVD.

olo|N|o|o|slw|N |-

. Dobér parametréw wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg ALD.

10.0sadzanie warstw atomowych ALD.

11.0Obserwacja nanostruktur z wykorzystaniem aparatury pomiarowej.

12.Badanie wtasciwosci nanomateriatéw ceramicznych metodg EDS i SEM.

13. Pomiary wtasciwo$ci:
a) reologicznych, b) mechanicznych, c) tribologicznych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia (zaznaczyc )
efektu Egzamin E_gzamln Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X X




w02

w03

wo4

W05

W06

wo7

uo1

uo2

uo3

uo4

K01

X [ X | X | X [X

K02

K03

X [IX X |X[X[X|X[X[X|X]|X|[X]|X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . . . .
. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wykfad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z egzaminu

laboratorium | zaliczenie z oceng

zaje¢

Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwiow w trakcie

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
w C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
15 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. S 34 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 14 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
6. w ramach samodzielnej pracy 0.6 ECTS
Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte-
7. 25 h
rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje
8. "y 1 ECTS
w ramach zajeé¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie praca studenta 50 h
10, Punkty ECTS za nl'nodu.t o > ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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